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Azotki metali z grupy Vb, takie jak azotek tytanu (TiN), azotek cyrkonu (ZrN) i azotek hafnu
(HfN), to przewodzace ceramiki charakteryzujace sie wysokg odpornoscia chemiczng,
termiczng oraz mechaniczng. Znajdujg szerokie zastosowanie w przemysle jako warstwy
ochronne i dekoracyjne. Ponadto, azotek tytanu jest powszechnie wykorzystywany w
mikroelektronice, gdzie stuzy jako warstwa przeciwdyfuzyjna, adhezyjna lub ze wzgledu na
niskg rezystywnos$¢, do wytwarzania elektrod oraz bramek w tranzystorach polowych. W
ostatnich latach natomiast zainteresowanie tymi materiatami wynikato z ich witasciwosci
optycznych, a w szczegdlnosci plazmonicznych. Azotki tytanu, hafnu i cyrkonu, dzieki swojej
kompatybilnosci z technologiag CMOS, stanowig wiec interesujacg alternatywe dla tradycyjnie
stosowanych w plazmonice metali, takich jak ztoto i srebro.

Na plakacie zostang zaprezentowane wybrane wyniki badan dotyczacych procesdw depozycji
azotkdw oraz ich wfasciwosci strukturalnych i optycznych. Badania strukturalne obejmujg
techniki takie jak AFM, SEM, TEM, XRD, EDX oraz SIMS, natomiast wfasciwosci optyczne
analizowane s3 za pomocg elipsometrii spektroskopowej. Przedstawiona zostanie mozliwos¢
kontrolowania wfasciwosci optycznych poprzez modyfikacje sktadnika Drudego w funkcji
dielektryczne;.

Stosowang technikg depozycji cienkich warstw jest rozpylanie magnetronowe w
temperaturze pokojowe;.
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